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本发明提供一种低辐射镀膜玻璃及其制备

方法，所述低辐射镀膜玻璃包括玻璃基片及依次

溅射于玻璃基片之上的内层介质层、功能层和外

层介质层；所述内层介质层和外层介质层均为

(Ti,Al)N薄膜，功能层为掺铜银膜，并且在功能

层和外层介质层之间还可溅射一层防氧化层。所

述制备方法包括：将玻璃基片于氩气和氮气氛围

中溅射内层介质层；然后于氩气氛围中在内层介

质层上溅射功能层；再于氩气和氮气氛围中在功

能层上溅射外层介质层，得到低辐射镀膜玻璃。

本发明的低辐射镀膜玻璃的辐射率为0 .052~
0.054，光透过率为74.4~78.36%，远红外反射率

为99.8~99.99%。
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1.一种低辐射镀膜玻璃，包括玻璃基片及依次溅射于玻璃基片之上的内层介质层、功

能层和外层介质层；其特征在于所述内层介质层和外层介质层均为(Ti,Al)N薄膜，功能层

为掺铜银膜。

2.一种低辐射镀膜玻璃，包括玻璃基片及依次溅射于玻璃基片之上的内层介质层、功

能层和外层介质层；其特征在于所述功能层和外层介质层之间还有一层防氧化层，所述内

层介质层和外层介质层均为(Ti,Al)N薄膜，功能层为掺铜银膜。

3.根据权利要求1或2所述的一种低辐射镀膜玻璃，其特征在于所述内层介质层和外层

介质层中铝含量分别为0.66±0.1%、0.36±0.1%，膜层厚度分别为200~210nm和140~160nm。

4.根据权利要求1或2所述的一种低辐射镀膜玻璃，其特征在于所述功能层中银铜的质

量配比为2:1，膜层厚度为90~100nm。

5.根据权利要求2所述的一种低辐射镀膜玻璃，其特征在于所述防氧化层为钛薄膜，膜

层厚度为10~20nm。

6.根据权利要求1或2所述的一种低辐射镀膜玻璃，其特征在于所述低辐射镀膜玻璃的

辐射率为0.052~0.054，光透过率为74.4~78.36%，远红外反射率为99.8~99.99%。

7.权利要求1或2所述的一种低辐射镀膜玻璃的制备方法，其特征在于工艺步骤包括：

（1）将玻璃基片（厚度为1mm）洗净干燥；

（2）于氩气和氮气氛围中在玻璃基片上溅射内层介质层，溅射条件为：真空度为3×10-

3Pa，氮气和氩气的体积比为（1~2）:5，Ti靶和Al靶的功率分别为80~85W和90~100W，溅射时

间为90min；

（3）于氩气氛围中在内层介质层上溅射功能层，溅射条件为：真空度为3×10-3Pa，Ag靶

和Cu靶的功率均为96W，溅射时间为5s，溅射完毕使功能层隔绝空气；

（4）于氩气和氮气氛围中在功能层上溅射外层介质层，溅射条件为：真空度为3×10-

3Pa，氮气和氩气的体积比为（1~2）:5，Ti靶和Al靶的功率分别为70~75W和60~65W，溅射时间

为40min，得到低辐射镀膜玻璃。
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一种低辐射镀膜玻璃及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及镀膜玻璃技术领域，具体涉及一种低辐射镀膜玻璃及其制备方法。

背景技术

[0002] 低辐射镀膜玻璃是在玻璃表面上沉积多层膜物质，使其具有高可见光透过率和高

远红外反射率，从而达到保温隔热的目的，其广泛应用于建筑及其它行业，常用来做玻璃幕

墙结构、门窗、车窗等等，以减少空调能耗，达到节能环保的目的。

[0003] 目前，市售的普通低辐射镀膜玻璃的光学性能较差，可见光透过率低于80%，红外

反射率只有70%左右。并且它们大多采用纯银功能层，由于银极易被氧化，会较快失去作用，

从而使低辐射镀膜玻璃丧失保温隔热的功能，且银的耐候性较差，潮湿环境下空气中的水

蒸汽通过扩散进入银层使膜中的银原子发生迁移聚集，从而造成在银层上沉积的介质层的

应力过大而发生脱膜形成白点，造成镀膜玻璃的报废。目前关于低辐射镀膜玻璃银层掺杂

性能的工艺研究备受关注，但大多效果不尽如人意。因此开发一种具有优异光学性能的低

辐射镀膜玻璃及其制备方法具有重要意义。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于改善当前低辐射镀膜玻璃的缺陷，优化其性能，提供一种高远

红外反射率、性能稳定的低辐射镀膜玻璃及其制备方法。本发明的技术方案为：

一种低辐射镀膜玻璃，包括玻璃基片及依次溅射于玻璃基片之上的内层介质层、功能

层和外层介质层；所述内层介质层和外层介质层均为(Ti,Al)N薄膜，功能层为掺铜银膜。

[0005] 所述内层介质层和外层介质层中铝含量分别为0.66±0.1%、0.36±0.1%，膜层厚

度分别为200~210nm和140~160nm，内层介质层的作用在于增强功能膜与玻璃基底的附着

力，同时可调节膜系的光学性能和颜色，外层介质层的作用为保护功能层，防止其被氧化，

亦是减反膜，在可见光和近红外太阳能光谱中起减反作用，以提高波长范围内的太阳能透

射比，提高膜系物理化学性能。

[0006] 所述功能层中银铜的质量配比为2:1，膜层厚度为90~100nm，该层的作用为产生低

辐射效果，铜银合金层太阳能反射率较高，机械性能、硬度及耐温性能好。

[0007] 为使镀膜玻璃膜层结构获得更优越的稳定性和耐久性，还可以在上述功能层和外

层介质层之间溅射一层防氧化层，所述防氧化层为钛薄膜，膜层厚度为10~20nm。

[0008] 所述低辐射镀膜玻璃的制备方法，包括：

（1）将玻璃基片洗净干燥；

（2）于氩气和氮气氛围中在玻璃基片上溅射内层介质层，溅射条件为：真空度为3×10
-3Pa，氮气和氩气的体积比为（1~2）:5，Ti靶和Al靶的功率分别为80~85W和90~100W，溅射时

间为90min；

（3）于氩气氛围中在内层介质层上溅射功能层，溅射条件为：真空度为3×10-3Pa，Ag靶

和Cu靶的功率均为96W，溅射时间为5s，溅射完毕使功能层隔绝空气；
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（4）于氩气和氮气氛围中在功能层上溅射外层介质层，溅射条件为：真空度为3×10-

3Pa，氮气和氩气的体积比为（1~2）:5，Ti靶和Al靶的功率分别为70~75W和60~65W，溅射时间

为40min，得到低辐射镀膜玻璃。

[0009] 所述低辐射镀膜玻璃的辐射率为0.052~0.054，光透过率为74.4~78.36%，远红外

反射率为99.8~99.99%。

[0010] 本发明的有益效果为：本发明采用银铜质量配比为2:1的掺铜银膜作为功能层，在

降低镀膜玻璃辐射率的同时提高其光透射率和远红外反射率，本发明的低辐射镀膜玻璃的

辐射率为0.052~0.054，光透过率为74.4~78.36%，远红外反射率为99.8~99.99%，而现有的

市售单银低辐射镀膜玻璃的辐射率为0.1左右，光透过率最高达到约70%，远红外反射率只

有70%左右。同时，本发明为优化制备工艺，还提出在功能层和外层介质层之间增加溅射一

层防氧化层以解决换靶时易氧化的问题。此外，本发明采用溅射镀膜法在玻璃基片上制备

薄膜，膜基结合力较强，使用寿命较长，膜的均匀性较好且性能较稳定。

附图说明

[0011] 图1为本发明实施例1所制备的低辐射镀膜玻璃的结构示意图；

图2为本发明实施例2所制备的低辐射镀膜玻璃的结构示意图；

其中：1—玻璃基片；2—内层介质层（(Ti,Al)N）；3—功能层（掺铜银膜）；4—外层介质

层（(Ti,Al)N）；5—过渡层（Ti）。

具体实施方式

[0012] 以下通过具体实施例结合附图对本发明的具体实施过程进行叙述，但实施例的内

容并不限制本发明的保护范围。

[0013] 实施例1

一种低辐射镀膜玻璃，其结构如图1所示，包括钠钙玻璃基片及依次溅射于钠钙玻璃基

片之上的内层(Ti,Al)N薄膜层、掺铜银膜层和外层(Ti,Al)N薄膜层；其中钠钙玻璃基片厚

度为1mm；内层(Ti,Al)N薄膜层和外层(Ti,Al)N薄膜层中铝含量分别为0.66±0.1%、0.36±

0 .1%，膜层厚度分别为206nm和150nm；掺铜银膜层中银铜的质量配比为2:1，膜层厚度为

90nm。

[0014] 所述低辐射镀膜玻璃的制备方法，采用磁控溅射技术，包括：

（1）将钠钙玻璃基片经标准化学清洗程序清洗干净，然后用蘸有无水乙醇的脱脂棉擦

拭干净，放入装有无水乙醇的烧杯中超声波清洗15min，取出置于装有去离子水的烧杯中超

声波清洗10min，取出并经氮气吹干后置于干燥箱中备用；

（2）将钠钙玻璃基片放入磁控溅射镀膜机真空室内可随转台转动的样品托架上，设定

转动样品托架的转速为80%，以纯度为99.99%的氩气为离化气体，纯度为99.99%的氮气为反

应气体，在钠钙玻璃基片上溅射内层(Ti,Al)N薄膜层，溅射条件为：真空度为3×10-3Pa，氮

气和氩气的体积比为（1~2）:5，Ti靶和Al靶的功率分别为80~85W和90~100W，溅射时间为

90min；

（3）于氩气氛围中在内层(Ti,Al)N薄膜层上溅射掺铜银膜层，溅射条件为：真空度为3

×10-3Pa，Ag靶和Cu靶的功率均为96W，溅射时间为5s，溅射完毕使镀膜的钠钙玻璃基片隔绝
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空气以防掺铜银膜层被氧化；

（4）于氩气和氮气氛围中在掺铜银膜层上溅射外层(Ti,Al)N薄膜层，溅射条件为：真空

度为3×10-3Pa，氮气和氩气的体积比为（1~2）:5，Ti靶和Al靶的功率分别为70~75W和60~
65W，溅射时间为40min，得到低辐射镀膜玻璃。

[0015] 所述低辐射镀膜玻璃的辐射率为0 .052，光透过率为74 .4%，远红外反射率为

99.8%。

[0016] 实施例2

本实施例的低辐射镀膜玻璃的结构与实施例1相似，如图2所示，与实施例1的区别点在

于：玻璃基片为单晶硅片，并且为使镀膜玻璃膜层结构获得更优越的稳定性和耐久性，在功

能层和外层介质层之间溅射一层钛薄膜防氧化层，并且钛薄膜厚度为20nm。

[0017] 所述低辐射镀膜玻璃的制备方法，采用磁控溅射技术，包括：

（1）将单晶硅片经标准化学清洗程序清洗干净，然后用蘸有无水乙醇的脱脂棉擦拭干

净，放入装有无水乙醇的烧杯中超声波清洗15min，取出置于装有去离子水的烧杯中超声波

清洗10min，取出并经氮气吹干后置于干燥箱中备用；

（2）将单晶硅片放入磁控溅射镀膜机真空室内可随转台转动的样品托架上，设定转动

样品托架的转速为80%，以纯度为99.99%的氩气为离化气体，纯度为99.99%的氮气为反应气

体，在钠钙玻璃基片上溅射内层(Ti,Al)N薄膜层，溅射条件为：真空度为3×10-3Pa，氮气和

氩气的体积比为（1~2）:5，Ti靶和Al靶的功率分别为80~85W和90~100W，溅射时间为90min；

（3）于氩气氛围中在内层(Ti,Al)N薄膜层上溅射掺铜银膜层，溅射条件为：真空度为3

×10-3Pa，Ag靶和Cu靶的功率均为96W，溅射时间为5s，溅射完毕使镀膜的钠钙玻璃基片隔绝

空气以防掺铜银膜层被氧化；

（4）于氩气氛围中在掺铜银膜层上溅射Ti膜层，溅射条件为：真空度为3×10-3Pa，Ti靶

的功率取起辉功率，溅射时间为10min；

（5）于氩气和氮气氛围中在掺铜银膜层上溅射外层(Ti,Al)N薄膜层，溅射条件为：真空

度为3×10-3Pa，氮气和氩气的体积比为（1~2）:5，Ti靶和Al靶的功率分别为70~75W和60~
65W，溅射时间为40min，得到低辐射镀膜玻璃。

[0018] 所述低辐射镀膜玻璃的辐射率为0.054，光透过率为78 .36%，远红外反射率为

99.99%。
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图1

图2
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